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１．概要（Summary） 

近年、燃料電池などから排出される水素(H2)を高速で

電気的に検知するセンサの需要が高まっている。グラフェ

ンは表面･体積比が大きく、高感度センサ材料として期待

されている。Pd 修飾グラフェン・センサを作製し、グラフェ

ンのサイズ、層数がセンサ感度へ与える影響を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

電子ビーム露光装置、電子銃蒸着器 

・実験方法 

デバイス作製の為の金属マークを形成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した金属マークを用いて、素子の作製を行った。

作製した素子の測定結果を Fig.1 に示す。横軸は時間を

示し、縦軸の抵抗値変化量（感度）は測定開始時の抵抗

値をR0として(R- R0) / R0で定義している。層数が多くな

るほど抵抗値の変化量は減少している。またFig.2にはチ

ャネル幅依存性を示す。チャネル幅によって抵抗値の変

化量が異なり、チャネル幅が細い素子のほうが変化量は

大きいという結果となった。 
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Fig.1 The response of sensors upon exposure to 

0.1% H2 compared with layer number. 
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Fig.2 The response of sensors upon exposure to 

0.1% H2 compared with channel length. 

 

今後、層数やチャネルのサイズを更に幅広く変化さ

せ、Pd ナノドットのサイズなども評価することで、

高い感度を示すためのデバイス構造をより詳細に明

らかにする。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・JST CREST 「極細電荷チャネルとナノ熱管理工学

による極小エネルギー・多機能センサプラットフォー

ムの創製」 
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６．関連特許（Patent） 

 なし。 


